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裏面加熱-表面測温型（RF 型）の時間領域パルス光加熱サーモリフレクタンス法（TDTR 法）で

は、透明薄膜は金属薄膜で挟み込んだ金属/対象薄膜/金属の 3 層構造試料を測定する。これまでに

透明導電膜 [1,2]、絶縁性膜[3,4]、導電性有機薄膜[5]、エピタキシャル薄膜[6]等の報告がある。こ

の 3 層構造試料では、中間層厚さがおよそ 5 ~ 10 nm を境に界面熱抵抗が消失するかのように試料

全熱抵抗が減少する特異な熱輸送が現れる。本報では誘電率の小さな材料ほど中間層が厚い領域

から特異熱輸送が発現する事に着目し、高誘電率材である HfO2 に対して発現開始厚さを調べた。

HfO2 薄膜は ALD 法で堆積させ、金属層はスパ

ッタリング Mo 層 100 nm を成膜した。熱物性

は RF 型 TDTR 法で測定した。図 1 にサーモリ

フレクタンス測定信号を示す。中間層厚さに比

例して、位相変化量の減少と信号ピーク時刻の

遅延が観測され、妥当な挙動を示した。図 2

に中間層厚さに対する熱抵抗変化を示す。中間

層厚さに対して全熱抵抗は線形に変化してお

り、先行研究で見られたような特異な変化は観

測されなかった。当日は密度等との関連につい

ても詳細を報告する。 
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Fig. 1 Thermoreflectance signals of Mo/HfO2/Mo 
three-layered thin film specimens with HfO2 layer 
thickness of 2.5, 6.0, and 10.5 nm. 

 
Fig. 2 Total thermal resistance as a function of 
interlayer thickness. 
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